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Introducao

Uma grande variedade de revestimentos pode ser
obtida eletroquimicamente, sendo que poucos tém
importancia técnica. SnZn é usada para
interconexao metalica por apresentar baixo ponto de
fusdo, maleabilidade, ductibilidade e aderéncia.
Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar a
influéncia de surfactantes, como o CTAB e de
complexantes, tais como acido tartarico (C4HgOg) €
acido citrico (C¢HgO;) na eletrodeposicdo de SnZn
sobre o substrato de cobre.

Resultados e Discussao

Por MEV, observou-se que a presenga de CTAB no
meio eletrolitico teve a funcdo de realgar a
morfologia fibrilar dos eletrodepdsitos, como pode
ser visto na Figura 1.
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Figura 1. Mlcroias e mapeam obtidos

para SnZn em 20 mAcm?, em 3000 x e 500 X,
respectivamente, sobre cobre.

Por EDX, observou-se que no meio C4HsOg + CTAB
o percentual de zinco diminuiu em relagdo ao meio
sem surfactante. J& para o meio CgHgO; + CTAB,
houve aumento no percentual de zinco depositado
quando comparado com o meio contendo apenas o
complexante, como na Figura 2.
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Figura 2. Quantificagédo de Sn e Zn sobre substrato

de cobre por EDX em 20 mAcm? em diferentes

meios: 1 - C4HgOsg; 2 - C4HgOg + CTAB; 3 - CgHgO7;

4 - CGH807 + CTAB.

Amostras semelhantes as estudadas por MEV foram
dissolvidas quimicamente em acido nitrico 10 %
(v/v). Em seguida, foram quantificadas por ICP-OES,
como pode ser visto na Tabela 1.

Tabela 1. Teores de Sn e de Zn quantificados por
ICP-OES em 20 mAcm™.

Banho Estanho Zinco
Eletrolitico mg + sd* mg + sd*
C,4H¢O6¢ 35,06 +3,52 | 0,74+0,23
C,HsO¢ + CTAB | 3450+2,02 | 0,45+0,08
CgHgO-, 31,98+17,00 | 0,23+ 0,04
CsHgO; + CTAB | 22,83+ 8,11 0,30 £ 0,11

*sd: desvio-padréo (do inglés stardand deviation)

A deposi¢éo de estanho apresentou uma maior
eficiéncia, ja que a massa encontrada por ICP-OES
esteve proxima ao valor teérico (31,0 mg, obtido
pela Lei de Faraday). Em todos os banhos
estudados, a massa de zinco ficou menor que 1,0
mg (massa tedrica = 17,1 mg), indicando uma baixa
eficiéncia na eletrodeposicdo. Isto pode estar
associado ao forte desprendimento de hidrogénio.

Conclusoes

A morfologia observada em todos os banhos
estudados foi do tipo fibrilar. Por ICP-OES observou-
se uma baixa eficiéncia na deposigao de zinco e foi
possivel perceber que existe um efeito sinergético
(soma de fatores, tais como rdh e adigao de CTAB)
na reagao redox envolvida.
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